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【公表日】平成19年8月30日(2007.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2007-033
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【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  33/193    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/25     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  33/193   　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/25    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/49    　　　　
   Ａ６１Ｑ  11/00    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年10月8日(2010.10.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項２３】
沈降シリカ生成物の製造方法であって：
ａ）中央径が１～１００μｍの非晶質シリカ支持体粒子を提供すること：
ｂ）該非晶質シリカ支持体粒子が分散している水性媒体中で、アルカリ金属ケイ酸塩を酸
性化することによって、シリカ支持体粒子の表面上に活性シリカを堆積させること、
を含み、ここで、前記活性シリカは、約５００Åより大きい直径を有する全ての孔に関し
て８ｍ2／ｇ未満（水銀圧入法によって測定）の累積表面積、及び約５５％より大きい百
分率塩化セチルピリジニウム（％ＣＰＣ）適合性を有する、多孔質表面を有するシリカ粒
子のスラリーを提供するのに有効な量で堆積させる、前記方法。
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